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Abstract (en)
Process for decoratively coating metallic materials comprises depositing a chromium alloy from an electrolyte containing chromic acid, sulfuric acid,
a metal forming isopolyanions and an organic compound. Independent claims are also included for: an electrolyte for carrying out the process; and
a chromium-molybdenum alloy layer deposited by the process. Preferred Features: The metal forming isopolyanions is added to the electrolyte in the
form of molybdic acid or molybdenum salts. The molybdic acid is added in an amount of 50-70 g/l. The organic compound is a short chain aliphatic
sulfonic acid, its salts and/or halogen derivatives, especially methane sulfonic acid.

Abstract (de)
Verfahren zur Beschichtung insbesondere von metallischen Werkstoffen, wobei zur Bildung einer Korrosionsbeständigen und hochglänzenden
Schicht eine Chromlegierung aus einem Elektrolyten abgeschieden wird, der neben Chrom- und Schwefelsäure ein Isopolyanionen ausbildendes
Metall sowie eine organische Verbindung enthält. Dabei führt die Verwendung von Molybdän und einer kurzkettigen aliphatischen Sulfonsäure
zu einem Überzug mit den gewünschten Eigenschaften. Dabei zeichnet sich das erfindungsgemäße Verfahren ferner dadurch aus, daß die
abgeschiedene Schicht nur wenig von den Arbeitsbedingungen beeinflußt wird.
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